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※概要（Summary）： 

北海道大学・ナノテク連携室の先端設備を利用して、

X 線回折顕微法[1,2]用のナノ結晶・マイクロデバイス

の作製・評価を行った。SPring-8 や SACLA などの大

型放射光施設を使用しての計測も既に行なっており、

想定した結果を得られることを確認した。 

 
※実験（Experimental）： 

 北海道大学ナノテクノロジー連携研究推進室の協

力のもと、半導体プロセス技術を応用してナノ結晶試

料及びマイクロデバイスの作製を行った。 

 実験に主に使用した装置は、 

・超高精度電子ビームリソグラフィ装置 

(エリオニクス ELS-F125-U) 

・レーザー描画装置(ネオアーク DDB-201-200 ) 

・マスクアライナー(ミカサ MA-20) 

・ヘリコンスパッタ装置(アルバック MPS-4000C1) 

・プラズマ CVD 装置(サムコ PD-220ESN) 

・反応性イオンエッチング装置(サムコ RIE-10NRV) 

であり、これらを用いリフトオフ法などにより試料の

作製を行った。図１に作製したサンプル写真を示す。 

また試料の評価に、 

・走査型プローブ顕微鏡(島津製作所 SPM-9600) 

・顕微ラマンマイクロスコープシステム 

 (レニショー inVia Reflex) 

・X 線回折装置(リガク RINT-2000) 

・電解放射型走査型電子顕微鏡 

(日本電子 JSM-6700FT) 

を使用し、試料の結晶性の評価などを行った。 

 
図１ SiN メンブレン上に作製したテストパターン 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

 X 線を透過する SiN メンブレン上に 100nm～300nm

角の Au あるいは Ni ナノ構造をリフトオフ方などによ

り作製した。SPring-8・SACLA において、作製した試

料及びマイクロデバイスの評価を行っており、今後その

結果をもとにサンプル形状・デバイスの最適化など、さ

らなる改善を行う予定である。 
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